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１．概要（Summary） 
可視～赤外帯域の分光器の開発を目的とし、光を分光

させるために必要な回折格子を本研究支援機関の支援

装置群を利用して作製する。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

デュアルイオンビームスパッタ装置（ハシノテック社製, 
10W-IBS） 
【実験方法】 

MEMS プロセスにより回折格子を作成し、異物の観察

およびその改善を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
【結果】 

MEMS プロセスにより回折格子を作成し、その格子間

隔を SEM (Scanning Electron Microscopy) や光学顕

微鏡により観察した。Fig. 1に製作した回折格子に見られ

た異物を示した。このように針状の異物が回折格子上に

無数に見られた。その後、RCA 洗浄を再度実施すること

によりほぼ全数を除去することができた。その後、前述の

スパッタ装置を用いて Au/Cr 膜を形成した。 

 
Fig. 1 SEM image of foreign particles on the Silicon 
diffraction grating. 

【考察】 
この針状の異物は Si をエッチングした時に発生するブ

ラックシリコンが 1 回の洗浄で除去しきれず残ったもので

あると考えられえる。製作した回折格子は数 um～数十

um の狭く長いギャップが何十段にもわたって形成されて

おり、ブラックシリコンの発生量が従来よりも多く、またそう

いった狭いギャップの中に入ってしまった異物が取れにく

いといった状況から異物が取りきれなかったと考えられ

る。 
複数回行うことで異物の総量が減り、洗浄時間を長く

することで取れにくい異物の除去についても改善された。

また、スパッタ装置を用いて形成した Au/Cr 膜は遮光膜

として十分な性能を発揮し、分光器の重要なパーツとして

機能した。 
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